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半導体人材教育と
アイデアの具現化での貢献
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九工大の半導体分野への貢献

四半世紀運営し続けられたマイクロ化総合技術センタ―

人で持てる・作れる・観察できる半導体ICの開発・評価環境を有する。1

デバイス設計、プロセス設計・プロセス統合、デバイス評価が可能な優
れた人材を有する。2

半導体製造工程を体験し、俯瞰できる技術者の養成カリキュラム。
大学から創出された最新理論に基づく試作開発と評価。
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九工大の半導体人材育成の取組

半導体製造工程を体験し、俯瞰できる技術者の養成

最先端半導体製造工場は自動化が進み、
ブラックボックス化されている。1

2

全国の様々な半導体企業から179名の現地参加あり。（2018～2021年度）

体験型養成
講座の整備

人手で持てる、作れる、4-inchウエハを使用。
光学顕微鏡で観察できる1-μm ポリシリゲート 1層アルミ
CMOS ICを自ら試作。
遠隔講習も可能な環境整備。

日本は半導体製造装置開発に強みを持つ
ものの、工程を理解する技術者が減って
きている。



マイクロ化総合技術センターの設備

4

館内設備（１階：LSI試作）

機械室

プロセス室

LSI試作設備

材料作製室

フォト室

1F

5

４インチ試作ライン

館内設備（２階：設計と測定）

大講義室センター外観

電子顕微鏡

マイクロ化実験室

評価設備

2F 後工程設備

システム化技術室 7

試作から評価まで一気通貫で実施可能な設備群を整備。

館内設備 （1階:LSI試作） 館内設備 （2階:設計と測定）



社会人講座カリキュラム概要
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・計年間１０回以上開催（定員：12名）
・全国から多岐にわたる受講者が参加

レジスト塗布

光学
顕微鏡

エッチング

イオン注入
熱酸化

・4日間でCMOS ICを自ら試作
・最終日に測定実施
・ダイシングしたチップを進呈

光学露光

マニュアル測定

完成ウエハ

リソ工程

現像

成膜
（スパッタ）



教育人材の育成への貢献
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・2022年8月23日～26日で、高専スタッフ向けカリキュラムを実施。
⇒北海道から沖縄までのスタッフ、17名が参加。

・本カリキュラムは、高専の半導体工学概論にも組み込まれている。

引用：「国立高等専門学校機構における半導体人材育成事業について」
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_monozukuri/topics/pdf/220803_3.pdf 研修の様子



遠隔セミナーの概要
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参加者概要
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2018～2021年度でリアル受講者数 179名。
遠隔セミナーは2022年度だけで700名（予定）。

12名

350名

700名（予定）



技術開発の取組
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マイクロ化センタでは、試作・評価環境に加えて
デバイス設計
プロセス設計・プロセスインテグレーション
デバイス評価
が可能な優れた技術者を有しています。

大学で創出した最新理論をもとに
した、デバイス試作が可能。



アイデアの具現化（試作開発）
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大学で開発したデバイス設計指針をもとに、試作開発評価を実施。

九州工業大学
次世代パワーエレクトロニクス研究センター

ガードリング本数 42本 耐圧2900V確認

省エネルギー、電力の高度利用、低炭素化社会実現に貢献する
パワー半導体の先端技術開発を推進。
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九工大の半導体分野への貢献

九工大マイクロ化総合技術センターでは

人で持てる・作れる・観察できる半導体ICの開発・評価環境を有する。1

デバイス設計・プロセス設計・プロセス統合・デバイス評価が可能な
優れた人材を有する。2

半導体製造工程を体験し、俯瞰できる技術者の養成カリキュラム。
大学から創出された最新理論に基づく試作開発と評価。


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11

